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Abstract (en)
[origin: US4431686A] Coating a porous electrode for electrochemical processes with an activation layer which covers the electrode surface at least
in part and contains metals or compounds of metals of the platinum group by: (a) coating with a suspension containing particles of a metal of the
platinum group and a dispersion agent in which the particles will dissolve at an elevated temperature, (b) heating the coated electrode to dissolve
the particles, (c) heating the electrode to evaporate the agent, decompose the compound and deposit a layer of the metal of the platinum group on
the electrode surface, (d) repeating the cycle to obtain a layer of desired thickness, (e) heating the electrode in an oxygen-containing atmosphere to
a temperature between 400 DEG and 600 DEG C.

Abstract (de)
Zum Beschichten einer pordsen Metallelektrode mit einer Metalle und Verbindungen von Metallen enthaltenden Aktivierungsschicnt wird Buf
die Elektrodenobertflache aine Suspension aufgebracht, die Verbindungen von Metallen der Platingruppe und ein die Verbindungen bei héherer
Temperatur lI6sendes Dispersionsmittel enthalt. Die dispergierte Phase wird durch Erwarmen in dem Disperzionsmittel geldst und durch Verdampfen
des Mittels auf der Elektrodenoberflache abgeschieden. Nach mehrfacher Wiederholung des Zyklus' erhitzt man die Elektrode auf 400 bis 600
°C. Der Bedarf an aktivierenden Stoffen ist bei diesem Verfahren sehr gering, da die Platinmetallverbindungen nicht in die Poren der Elektrode
eindringen, wo sie elektrochemisch unwirksam sind.
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